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( EP0037529A ) Method of making a photo-receiver with a polychromatic colour band 
filter is as follows. The alternating filter bands are laid on a substrate, typically of 
glass, in successive stages; in the first stage, the substrate is coated with a 
continuous photo lacquer, this is then exposed and developed using a grating of 
parallel lines to give intermittent parallel strips of lacquer (top view); then the first 
filter layer is laid entirely over the lacquer and the substrate (centre view), then the 
photo lacquer together with the layer of filter overlying it is removed, esp. using 
organic solvents, pref. dimethyl ketone, to give strips of the filter material only 
(bottom view). 

The process is then repeated, by again applying photo lacquer over the filter layers 
and substrate, removing the lacquer in intervening spaces, then applying the second 
filter layer, then removing the photo lacquer together with the overlying second filter 
layer, thus giving two different filter strips alternating. The process may be repeated 
with as many strips as desired. 

Pref., to produce the filter layers, chemically and mechanically stable evaporating 
materials, e.g. highly refractive materials such as Ta205, Ti02, Ce02, ZnS are 
used, and/or low-refractive materials such as MgF2, Si02, Th02. Photoreceivers or 
photo sensors with absorption-free, polychromatic colour band filters having very 
sharp characteristics and steep-flanked spectral transmission are obtained. 
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© Verfahren zur Herstellung eines Fotoempfangers mit einem multichroitischen Farbstreifenfilter. 



© Zur Herstellung von Fotoempfangern mit deckungsge- 
rechten, konturenscharfen, absorptionsfreien Farbstreifenfil- 
tern wird vorgeschlagen, die ineinandergeschachtelten Fil- 
terstreifensysteme (Fi, F 2 . F 3 ) in aufeinanderfolgenden Ver- 
fahrensstufen jeweils unter Beschichten des Substrates mit 
Fotolack, Aufbelichten einer jedem Streifensystem zugeord- 
neten Maske, Entwickeln des Fotolacks, Aufdampfen der 
gewunschten Interferenzschichten fur die betreffende Filter- 
farbe und anschlieBendem Ablosen des verbliebenen Foto- 
lacks aufzubringen. 
^ Diese Filterstreifensysteme werden direkt auf dem Foto- 
^ empfanger (C) oder auf einer Platte (G), die anschlieSend auf 
den Fotoempfanger aufgekittet wird, aufgebracht, wbbei ein 
0) zusatzlicher undurchsichtiger Maskenrahmen (M) zur Fern- 
haltung von Streulicht erzeugt wird. 

If) 

CO 

o 



0. 
Ul 




,iir»iiiin^iniiiiUJnniinnnii<Jimu'L>ii'iH''UnfiU ; "iiiiiO'<niiiH ^iiiG^ ^;nui'M i.nin^-vajui 




AG FA-G EVAERT AO 57529 

LEVER KUS EN 



CAMERA-WERK MUNCHEN 

PATINTABTIlLUNft 



01.04.81 

CW 2362.1 PO/MO 10-hl 

0336C 



Verfahren zur Herstellung eines Fotoempf angers mit ein em 
multichroitischen Farbstreifenf ilter 



1 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her- 

stellung eines Fotoempf angers mit einem multichroitischen 
Farbstreifenf ilter. 

Die Herstellung von multichroitischen Filter- 

5 streifen fur Fotoempf anger zum Zwecke der Chiffrierung bzw. 
Dechiffrierung zur Erzeugung bzw. zur Wiedergabe von Farb- 
bildern ist bisher nicht zuf r iedenstellend gelost. 

So ist z. B. ein Farbstreifenf ilter mit bis zu 
80 Farbf ilterstreifen pro mm, bestehend aus abwechselnd ne- 

10 beneinanderliegenden Einzelf iltern aus den Farben blau, 

griin und rot - in Transmission gesehen - bisher nicht auf 
dem Weltmarkt erhaltlich. 
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Die Problematik liegt in der hohen Streifendich- 
te, wobei die Farbstreifen auflerst kantenscharf sein mussen. 

Farbcodier ungen uber Absorpt ionsf il ter , die 
durch Einfarbungen von Fotores ist-Schichten Oder auf foto- 
5 grafischem Wege hergestellt werden, haben den Nachteil, daft 
sie hohe Lichtver luste erzeugen und die Filterkurven nicht 
steilflankig genug sind bzw. dafl das Auf losungsvermog'en 
nicht ausreicht, um kantenscharf e Konturen zu erzeugen. 

Inter f erenzschichtf ilteriiber zuge auf separaten 

10 Substraten, die mit speziellen Fotoresis tschichten (fttzmas- 
ke) partiell abgedeckt werden, so dafl die f r eiliegenden 
Schichten durch Ionenspruha tzen entfernt werden konnen, 
sind nicht genugend kantenscharf, um einwandfreie Chiffrie- 
rung zu erlauben, da die Atzmaske sehr stark aufgetragen 

15 werden mufi, weil auch sie teilweise durch den fttzprozefi ab- 
gebaut wird. Auflerdem lassen sich nur solche Auf dampf sub- 
stanzen auftragen f die eine hohe Ionenatzrate aufweisen. 
Diese Schichtsubstanzen sind aber ausnahmslos sehr weich 
und auch gegen chemische Umwelteinf liisse nicht ausreichend 

20 stabil. 

Die Anwendung des Ionenspr uhatzver fahr ens auf 
unmittelbar auf dem Fotoempf anger angeordnete Uberzuge zur 
Entfernung der unerwiinsch ten Bereiche ist nicht durchfuhr- 
bar, weil der Fotoempf anger-Chip durch den Ionenbeschufl 
25 zerstort wiirde. 

Es ist das Ziel der Erfindung, ein Verfahren zu 
schaffen, mit dem Fotoempf anger deckungsgerecht mit kontu- 
renscharfen r absorptionsf reien multichroitischen Farbstrei- 
fenfiltern mit sehr steilf lankigen spektralen Transmis- 
30 sionsverlaufen hergestellt werden konnen. 

GemaB der Erfindung wird dies dadurch erreicht, 
dafl die ineinandergeschachtelten Filter str eifensysteme in 
aufeinander folgenden Ver f ahrensstufen jeweils unter Be- 
schichten des Substrates mit Fotolack, Aufbelichten einer 



CW 2362.1 PO/MO-EP 



- 8 - 



0037529 



jedem Str eif ensys tern zugeordneten Maske, Entwickeln des Fo- 
tolacks, Aufdampfen der gewunschten In ter f er enzschichten 
fiir die betreffende Filterfarbe und anschlieBendem Ablosen 
des verbliebenen Fotolacks aufoebracht werden. 
5 Die Farbf ilterfunk tion von dielek tr ischen 

Schichten beruht darauf r dafl durch die Interferenz der ab- 
wechselnd hoch- und niedr igbrechenden , in ihrer Dicke genau 
berechneten Schichten im Bereich des optischen Lichtes in 
Transmission gesehen der unerwunsch te Bereich des Lichtes, 

10 den es auszufiltern gilt, durch Reflexion unterdriickt wird. 

Im Fall des auf separatem Substrat auf gebr achten 
Farbf ilter strei f ens nach der Hauptanmeldung werden die Fil- 
ter mit dem Chip so verbunden, dad die Filter schichtseite 
auf die Fotosensoren aufgelegt wird. 

15 Bei kon- oder divergier enden optischen Strahlen- 

gangen wie sie z.B. in der Regel bei Abfragen von Bildin- 
halten, z.B. iiber Schwingspiegelsysteme und dergleichen, 
also bei Anwendung von mit Farbfiltern versehenen Fotodio- 
den in Fes tkorper-Technik bei Bildpro jek toren zu finden 

20 sind f wurde beobachtet, daft die Farbintensi tat nicht immer 
mit der vorgegebenen Filterwir kung uber einstimmte , es trat 
in einigen Fallen vielmehr eine merkbare Abflachung der 
Farbintensi tat auf. 

Die Ursache hierfur liegt, wie her ausgef unden 

25 wurde, in auftretenden Vielf achref lexionen des Lichtes, da* 
ungerichtet zwischen Filter und hochref lektier endem Chip 
der Fotosensoren auftreten kann. Der Chip enthalt namlich 
nicht nur teilweise hochref lektier ende Passivier ungssch ich- 
ten, sondern auch hochref lektier ende Aluminiumschichten in 

30 unmittelbar er Nachbar schaf t zu den Sensoren. 

Er f indungsgemafl wird daher zur Behebung der ge- 
schilderten Erscheinung vor geschlagen , alle optisch nicht 
genutzten Bereiche des Far bf ilter tragers , insbesondere in 
der Nahe der Fotosensoren durch eine lichtdichte absorbie- 
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rende oder ref lek tierende Schicht, die auf der Farbfilter- 
schichtseite aufgebracht wird, zu maskieren, so dafl unge- 
. richtetes Licht nicht zwischen die Grenzflachen Chip-Filter 
bzw. Chip-Substrat eintreten kann. 
5 Daruberhinaus hat es sich als besonders vorteil- 

haft erwiesen, den Farbf ilter trager bzw. das Substrat in 
Immersion durch geeignete optische Kittmassen, wie z.B. 
Methacrylatmassen mit dem Chip zu bringen, urn die Brech- 
wertunter schiede der Grenzflachen herabzusetzen. 
10 Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den 

Unteranspr uchen und der Beschreibung , worin im folgenden 
anhand der Zeichnung Ausf uhrungsbeispiele erortert werden. 
Es zeigen 

Fig. 1 schematisch den Aufbau des ersten Streifen- 

15 systems , 

Fig. 2 schematisch den Aufbau des zweiten Streif en- 

systems, 

Fig. 3 schematisch den Aufbau des dritten Streifen- 

sys terns r 

20 Fig. 4 die Filterkurve fur das grline Streifensystem, 

Fig. 5 die Filterkurve fur das rote Streifensystem, 

Fig. 6 die Filterkurve fur das blaue Streifensystem, 

Fig. 7 schematisch eine Anordnung mit viberlappenden 

Farbf ilter streifen und 
25 Fig. 8 einen schematischen Schnitt durch einen erf in- 

dungsgemaflen Fotoempf anger mit einem multi- 
chroitischen Farbstreifenf ilter . 

Fur die Aufbringung der Filterstreifensysteme 
30 sind nach geeigneten Vorlagen zunachst Chrommasken anzufer- 
tigen, die auf mit Fotolack beschichteten planparallel ge- 
arbeiteten Glassubstraten oder bei geeigneter Justierung 
direkt auf die OberflSche des Fotoempf angers durch Belich- 
ten abgebildet werden. Wie aus Fig. 1 ersichtlich, entste- 
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hen nach Entwickeln des Fotolacks f reibleibende Fenster im 
RastermaB des gewunschten Fil terstrei f ens , beispielsweise 
13 u breite und 100 u lange Felder. 

Das so maskierte Substrat bzw. der so maskierte 
5 Fotoempfanger wird in eine Hochvakuumanlage gegeben und mit 
den gewunschten Inter f erenzschichten fur zunachst eine Far- 
be (z.B. Filter I, grtin) bedampft. Fotolack und Substrat 
werden gleichmaBige mit den Fil terschichten belegt, wobei 
sich die Filter sch icht jedoch nur mit den f reiliegenden 
10 Bereichen des Glassubs trates aufJerst haftfest verbindet. 

Nach Entnahme aus der Vakuumanlage wird der 
Fotolack mit der darauf 1 iegenden Filterschicht durch Auf- 
quellen mit organischen Losungsmitteln, vorzugsweise 
Dimethylketon abgehoben. 
15 Die Kantenschar fe der auf dem Glassubstrat 

zuruckbleibenden Farbs trei fenf ilter betragt etwa 0,1 u. 

Das Farbstreifenf ilter mit der Filterschicht I 
(grun) wird sodann wie in Fig. 2 dargestellt, erneut mit 
Fotolack beschichtet und die Chrommaske II, die in einer 
20 geeigneten Einrichtung des sogenannten Maskeliners Liber 
entspr echende Justierhilfeh dem entspr echenden Rastermafl 
des Farbstreifensystems I auf + 0 f 15 u genau zujustiert 
wird, durch Belichtung abgebildet. 

Das entwickelte Substrat wird erneut, jedoch mit 
25 Filterschicht II (rot) bedampft. Durch Abheben des Foto- 
lacks mit Losungsmi ttel werden nunmehr die gewunschten 
Farbstreifenf ilter II freigelegt. 

In einer weiteren Arbeitsfolge wird in analoger 
Weise, wie Fig. 3 zeigt, das Filter mit Farbf ilter schicht 
30 III komplettiert . 

Der spektrale Verlauf der Farbstreifenf ilter im 
Bereich 400 bis 800 nm ist, wie die Figuren 4, 5 und 6 
zeigen, den in der Farbmetrik festgelegten Spektralwer t- 
kurven angeglichen. 
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Es ist aber auch moglich, durch Verschiebung der 
Spektralwertkurven Mangel in der spektralen Empf indlichkei t 
des Fotoempf angers zu kompensieren , beispielsweise mangeln- 
de Blauempf indlichkei t durch Versatz der zugeordneten 
5 Filterkurve in Richtung auf die langeren Wellenlangen hin 
auszugleichen. 

Wenn die Farbstr eif enf ilter auf einen separaten 
Glastrager aufgedampft werden, wird AusschuB von kostspie- 
ligen Fotosensoren vermieden, und es ist optimale Anpassung 

10 der Inter ferenzschichtsysteme moglich. Die Abmessungen der 
Farbstreifen werden so gewahlt, daB sie etwa urn Faktor 8 
langer sind als die Fotoempf anger . Dadurch wird es moglich, 
bei eventuellen Storstellen in den Filtern (Pinholes) die- ' 
sen durch Justage auszuweichen . 

15 Fur die Massenf er tigung lohnt es sich jedoch, 

unter Umgehung zusatzlicher Justiervorrichtungen die Foto- 
empfanger direkt zu beschichten, und zwar zweckmaBig be- 
reits die Beschichtung auf dem Wafer vorzunehmen. 

Durch die beschriebene Abhebetechnik ist hohe 

20 Kanten- und Trennscharfe der Fil terstrei f en moglich. Zweck- 
maBig werden Positivlacke Verwendet, die mindestens 1 u 
stark aufgetragen werden. Urn eine Beeinf lussung durch den 
Ablosevorgang zu vermeiden, werden chemisch und mechanisch 
auflerst stabile Auf dampf substanzen , beispielsweise als 

25 hochbrechende Mater ialien Ta 2 0 5 , Ti0 2 , Ce0 2 ,,ZnS 

und dergleichen bzw, als niederbrechende Materialien 
MgFjr Si0 2 f Tho0 2 und dergleichen verwendet. 

GemaB Fifur 8 befinden sich auf einem an sich 
bekannten und hier nicht naher dargestellten Chip C neben- 

30 einander angeordnet kleine lichtempf indliche Bereiche SI, 
S2 und S3, die fiir verschiedene Farben, und zwar fur blau, 
griin und rot empfindlich sein sollen. Diese unterschied- 
liche Empf indlichkeit wird in bekannter Weise durch ein vor 
den Empfangern angebrachtes Farbstreifenf ilter mit entspre- 
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chend tr ansparenten Streifen Fl , F2 und F3 erreicht. Die 
Herstellung des Filters und Einzelheiten seines Aufbaues 
sind in der Hauptanmeldung beschrieben. 

Wie aus der Figur ersichtlich ist, sind die 
5 lichtempfindlichen Bereiche SI, S2 und S3 luckenlos anein- 
andergesetzt und weisen eine Oberf lachenwelligkei t auf, die 
wegen der unter den Trennstellen der Bereiche angebrachten 
Leiter LI, L2 und L3 zustandekommt . 

Urn eine exakte Farbtrennung der einzelnen Senso- 
10 ren zu erreichen und um zu vermeiden, da/3 an den Trennfugen 
der einzelnen Farbfilter Fl, F2 und F3, die z.B. durch 
geringfiigige Justierungenauigkei ten entstehen konnen, unge- 
filtertes Licht einfallt, werden deshalb gemaft der Erfin- 
dung die Trennfugen sowie auch die umliegenden Bereiche der, 
15 Substrates, die keine Filterstreifen tragen, mit einer 
lichtdichten Maske M abgedeckt. 

ZweckmaBig ist diese Maske aus Metall, vorzugs- 
weise Chrom. Sie wird abschlieflend auf die Filter ober flache 
aufgedampf t . 

20 Die paBgenaue Justierung der Farbstrei fenf ilter- 

leiste auf dem Chip erfolgt im Auflicht eines geeigneten 
Mikroskopes unter Zuhilfenahme zweier Satze von PaBmarken 
P 1 und P 2 , die moglichst weit voneinander entfernt vor- 
zugsweise an den beiden Enden des Glassubstr ates in der 

25 Chrommaske M enthalten und mit en tsprechenden' Satzen von 
Marken und P 2 ' auf dem Chip C zur Deckung zu brin- 

gen sind. In der Figur ist nur einer der PaBmar kensatze an 
einem Ende der er f indungsgemaften Vorrichtung dargestellt. 
Im ubrigen braucht dieser Satz nicht aus zwei Marken 

30 und P 2 zu bestehen, sondern es konnen auch mehrere Marken 
in einem Satz enthalten sein oder es kann mit nur einer 
einzigen Marke pro Satz gearbeitet werden. 
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Die Oberflachentopographie des CCD-Chips laGt 
keinen direkten Kontakt zwischen Fotosensoren und aufge- 
setztem Farbf ilterstreifen zu. In jedem Fall entsteht zwi- 
schen Farbfiltern und Fotosensoren ein Luftspalt. 
5 Urn die Brechungsindexiibergange zwischen den 

Grenzflachen Filteroberseite zu Luft und Luft zu Fotosensor 
und die daraus resultierenden Vielf achref lexionen zu ver- 
ringern, wird der Luftspalt zwischen C und M mit einer'op- 
tisch transparenten, streul ichtf reien Kittmasse I ausge- 

10 fiillt, deren Brechungsindex nach Aushartung zwischen 1,5 
und 1,6 (bezogen auf eine mittlere Wellenlange n d ) liegt. 

Die Schichtstarke der Kittmasse I ist zweckmafiig 
moglichst gering. Sie ergibt sich aus der maximal inoglichen 
Annaherung zwischen Chip und Farbstreifenf ilter . In der 

15 Figur ist die Schichtstarke der besseren Obersichtlichkeit 
halber stark uberhoht dargestellt. 
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Patentanspruche 



!• Verfahren zur Herstellung eines Fotoempf angers 

mit einem multichroitische'n Farbstreif enf ilter , dadurch_ae 
k ennze i chnet , dafi die ineinandergeschachtelten Filterstrei 
fensysteme in auf einander folgenden Ver f ahrensstufen jeweil 
unter Beschichten des Substrates mit Fotolack-, Aufbelichte 
einer jedem Strei fensystem zugeordneten Maske, Entwickeln 
des Fotolacks, Aufdampfen der gewunschten Interferenz- 
schichten fur die betreffende Filterfarbe und anschlieflen- 
dem Ablbsen des verbliebenen Fotolacks aufgebracht werden. 

2 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 

net, daB der Fotolack mit den darauf liegenden, uberflussi 
gen Filter schichten durch Aufquellen mit organischen L6- 
sungsmitteln, vorzugsweise Dimethylketon , abgehoben wird. 
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3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, da/3 als Fotolack Positivlack in einer Schich tstarke 
von wenigstens 1 u verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem def vorhergehenden Anspru- 
5 che, dadurch gekennzeichnet , dafl zur Erzeugung der Filter- 

schichten chemisch und mechanisch stabile Aufdampf materia- 
lien, z.B. hochbrechende Materialien wie Ta 2 0 5 , TiC> 2 , 
CeOjr ZnS und dergleichen bzw. niederbrechende Materia- 
lien wie MgF 2 , Si0 2 , Tho0 2 und dergleichen verwendet 
10 werden. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet/ dafl als Substrat eine planpa- 
rallele Glasplatte verwendet und nach Aufbringung des 
Streifenf ilters mit dem Fotoempf anger unter Justierung ver- 

15 bunden wird, 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dafl als Substrat der Fotoemp- 
fanger verwendet wird, 

7. Verfahran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
20 net, dafl alle optisch nicht genutzten Bereiche des Farbfil- 

tertragers, insbesondere in der Nahe der Fotosensoren durc-i 
eine lichtdichte absorbierende und/oder ref lekt i erende , auf 
der Farbf ilter schichtseite aufgebrachte Schicht maskiert 
werden. 

25 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 

net, dafl der Maskenrahmen aus einer in Transmission gesehen 
lichtdichten Schicht aus Metall besteht. 

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 

net, dafl der Maskenrahmen auf der Filterschichtseite auf- 

30 gebracht wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 

net, dafl der Maskenrahmen mindestens zwei Justiermarken 
enthalt, die sich mit entsprechend gleichen auf dem Chip 
zur Deckung bringen lassen. 
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11 ' Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 

net, dafi der Maskenrahmen mindestens zwei Justiermarken 
enthalt, die sich mit jeweils zugeordneten Pafimarken, die 
mit der Chrom-Maske I fur das erste Farbstrei f enf ilter be- 
reits abgebildet wurden, zur Deckung bringen lassen. 
12. Verfahren zur Herstellung eines Fotoempf anger s 

mit einem multichroitischen Farbstreifenf ilter , bei dem die 
ineinandergeschachtelten Fil terstreifensysteme in aufeinan- 
derfolgenden Ver fahr ensstuf en jeweils unter Beschichten des 
Substrates mit Fotolack, Aufbelichten einer jedem Streifen- 
system zugeordneten Maske, Entwickeln des Fotolacks, Auf- 
dampfen der gewiinschten Inter ferenzschichten fur die be- 
treffende Filterfarbe und anschliefiendem Ablosen des ver- 
bliebenen Fotolacks aufgebracht werden, dadurch gekenn- 
15 zeichnet, dafi die Farbstreifenf ilter bzw. das Substrat mit- 
tels Kittmasse in Immersion mit der Chip-Ober f lache ge- 
bracht wird. 

13 « Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 

net, dafi die Farbstreifenf ilter mit der Filterschichtseite 
20 auf der Chip-Ober f lache mittels Kittmasse aufgebracht wer- 
den. 

14 • Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 

net, dafi die Kittmassen aus ein- Oder, mehreren Komponenten 
bestehen, die nach Aushartung transparente , streu.lichtf reie 
25 elektrisch gut isolierende Haf tschichten bilden. 

15> Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich- 

net, dafi die Kittmassen einen Brechnungsindex im Bereich 
n = 1,5 bis 1,6 aufweisen. 

16 • Fotoempfanger mit einem multichroitischen Farb- 

streifenf ilter , dadurch gekennzeichnet , dafi der Farbstrei- 
fenfilter auf eine planparallele Tragerplatte aufgedampft 
ist, dafi die Lange der Filterstreifen grofier als die Breite 
der wirksamen Flache des Fotoempfanger s ist und dafi die 
Tragerplatte mit dem Fotoempfanger verbunden ist. 
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17. Fotoempfanger mit einem multichroitischen Farb- 

streifenf ilter , dadurch gekennzeichnet , dafl der Farbstrei- 
fenfilter auf die Oberflache des Fotoempfanger s in mehreren 
Verfahrensstufen aufgedampft ist. 
5 18. Fotoempfanger nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 

zeichnet, dafl bei aneinander unmittelbar anschlieflenden 
lichtempf indlichen Bereichen die Filter streifen einander so 
weit iiberlappen, dafl der Grenzbereich zwischen zwei benach- 
barten lichtempf indlichen Bereichen des Fotoempf angers 
10 durch einen Fil terbereich gesperrter Transparenz abge- 
schirmt ist. 

19. Fotoempfanger nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Lange der Filterstreif en des Farbstrei- 
fenfilters grofler als die Breite der wirksamen Flache des 

15 Fotoempf angers ist. 

20. Fotoempfanger mit einem multichroitischen Farb.- 
streifenf ilter , dadurch gekennzeichnet, dafl alle optischf 
nicht genutzten Bereiche des Farbf iltertrager s , insbesonde- 
re in der Nahe der Fotosensoren durch eine lichtdichte tfb- 

20 sorbierende und/oder ref lektierende , auf der Farbf ilter-< 
schichtseite aufgebrachte Schicht maskiert sind. 

21. Fotoempfanger nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Maskenrahmen aus einer in Transmission 
gesehen lichtdichten Schicht aus Metall besteht. 

25 22. Fotoempfanger nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 

zeichnet, dafl der Maskenrahmen mindestens zwei Justiermar- 
ken enthalt, die sich mit entsprechend gleichen auf dem 
Chip zur Deckung bringen lassen. 

23. Fotoempfanger nach Anspruch 20, dadurch 

30 gekennzeichnet, dafl der Maskenrahmen mindestens zwei Jus- 
tiermarken enthalt, die sich mit jeweils zugeordneten Pafl- 
marken, die mit der Chrom-Maske I fur das erste Farbstrei- 
fenfilter bereits abgebildet wurden, zur Deckung bringen 
lassen. 
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24. Fotoempfanger mit einem multichr oi t ischen Farb- 

streifenf ilter , dadurch gekennzeichnet , daB die Farbstrei- 
fenfilter bzw. das Substrat mittels Kittmasse in Immersion 
mit der Chip-Ober f lache gebracht sind. 
5 25. Fotoempfanger nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB die Farbs treif enf ilter mit der Filter schicht- 
seite auf der Chip-Ober f lache mittels Kittmasse aufgebracht 
sind . 

26. Fotoempfanger nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
10 zeichnet, daB die Kittmassen aus ein- oder mehreren Kompo- 

nenten bestehen, die nach Aushartung tr anspar ente , streu- 
lichtfreie elektrisch gut isolierende Haf tschichten bilden. 

27. Fotoempfanger nach Anspruch 26, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Kittmassen einen Brechnungsindex im Be- 

15 reich n = 1,5 bis 1,6 aufweisen. 
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